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Steckbrief der Photoelektronenspektroskopie (ESCA/XPS)

Die Photoelektronenspektrometrie dient dem hochemp-
findlichen, quantitativen Nachweis aller Elemente aufSer
Wasserstoff und Helium sowie zur Identifizierung von
Bindungs- und Oxidationszustinden in nahezu beliebi-
gen Materialien. Die Methode ist dabei sehr oberfla-
chenempfindlich, so dass auch Schichten mit nur weni-
gen Nanometern Dicke untersucht werden konnen (ca.
5—10 Nanometer Informationstiefe).

Mit Hilfe von Tiefenprofilen lassen sich Schichtzusam-
mensetzungen und Elementverteilungen in Abhingigkeit
der Tiefe unterhalb der Oberfliche untersuchen. In der
Abbildung ist ein Tiefenprofil, das an einer Festplatten-
oberfliche gemessen wurde, dargestellt.

Die Nachweisgrenze der Technik kann dabei bis zu ca.
10 ppm eines Elementes auf der Oberfliche betragen.

" magnetische T T
100 Speicherschicht NiP Schicht 4
80 4 -
= 5 ]
O ol 7 Kobalt |
o g )
5 5 — Nickel
Q w
g 04 2 Chrom 4
[&]
Z < Kohlenstoff
204 © |
———
0 o |
6 10Iuo 2050 soloo wIUo
Sputterzeit
A ;
nano/Snalytics

Beispiele fiir Anwendungsmoglichkeiten

e Quantifizierung der Elementzusammensetzung einer
Oberfliche

 Untersuchung der Alterung, Korrosion oder Oxidation
von Oberflichen (Metalle / Polymere)

o Oberflichennahe Analyse von Oxidationsstufen (z.B.
Cr(VI), Katalysatoren)

e Beurteilung von Reinigungsverfahren

o Fehleranalyse bei Enthaftung von Beschichtungen

o Fligeprobleme (Kleben, Loten, Schweifden)

o Ermittlung der Ausfallursache elektrischer Kontakte
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